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Introducao

O que ¢é litografia optica?
E a transferéncia de um padrdo de uma mdascara para um wafer.
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Rayleigh: Dimensao critica

Menor dimensao possivel de ser desenhada
CD = k A/NA
k - representa as técnicas de melhoria de resolucao RET.

A = comprimento da onda
NA — abertura numeérica da lente

Pode-se observar que:
e aumentando o NA se aumenta a resolucao
e diminuir o comprimento de onda (A) aumenta a resolucao



Solucao

o Melhorias no processo de litografia optica: ex. diminuicao do comprimento
da onda

o RET (resolution enhancement techniques):

—>DPL/MPL (double e multiple patterning lithography),

—>RDR (Restricted Design Rule)

—>O0PC (Optical Proximity Correction) OPC
—Leiaute regular

Projetado =

-

-

Li-Da Huang, 2004



Simulacao de litografia 6ptica
Possibilitam aplicar RET.

E o processo de convolucdo entre mdscara e kernels.
(Kernel representa o sistema litografico)
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Ferramenta de simulacao

Usa técnica de wavelets e apenas um
kernel.

Kernel representa sistema litografico
O kernel é obtido através da funcdo sinc?.

A funcdo sinc? descreve o comportamento
de difracao da luz ao passar por uma
unica fenda.

O resultado da simulacao é obtido pela
convolucao da kernel com a mascara.

Image Plane



Ex. de simulacao com a ferramenta
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Conclusoes

Simulacao de litografia 6ptica € um passo essencial para um
projeto para Design for Manufacturability (DFM).

Mas simulacdes sao lentas.

Técnica usando wavelets:

—->Nao é a mais exata, mas é bastante rapida (utiliza apenas
uma kernel) e pode ser usada como heuristica em métodos
iterativos como OPC.

—>E um primeiro passo para implementar uma ferramenta de
simulacao mais completa
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